1. Vandenilio gavybos iš vandens būdas, panaudojant vandens sąveiką su plazmoje aktyvuotais metalų ar jų lydinių paviršiais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

(a) plazmoje aktyvuotus metalų ar jų lydinių drožles ar miltelius ar nanomiltelius patalpina į vandenį ir cheminių reakcijų metu suformuoja vandenilį ir metalų ar jų lydinių hidroksidus;
(b) pasibaigus cheminėms reakcijoms (vandenilio išsiskyrimui), metalų ar jų lydinių drožles ar miltelius ar nanomiltelius ištraukia iš vandens, nusausina ir patalpina į H2 ar Ar+H2 ar vandens pagrindo plazmą vakuume (slėgyje iki 1-5 Pa) ir išlaiko nuo 1 min iki 180 min (priklausomai nuo aktyvavimo laipsnio poreikio);
(c) procesų plazmoje metu metalų ar jų lydinių paviršius intensyviai bombarduoja iš plazmos atlekiančiais jonais, suskaido hidroksidus į metalus ir OH grupes, kurias vėliau rezorbuoja nuo metalo paviršiaus;
(d) aktyvuotus metalus ar jų lydinius vėl patalpina į vandenį ir ne mažiau kaip 100 kartų kartoja vandenilio gavybos ciklą pagal a-c etapus. 
2. Vandenilio gavybos iš vandens būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etape (a) naudoja Mg, Mg-Ni, Mg-Al ar Ti drožles ar miltelius ar nanomiltelius.

